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Abstract (en)
The device has a surface wave arrangement with a substrate (43), a surface wave source (47) with adjustable frequency and a region (17) of the
substrate surface for interaction of the radiation with a grid structure produced by the surface waves. The surface wave source is directional and
emits surface waves more strongly in one direction than in the opposite direction; the waves in the preferred direction (53) form the grid structure.
Independent claims are also included for the following: an illumination system, an exposure system and a method of producing a component.

Abstract (de)
Es wird eine beugungsoptische Komponente zur Bereitstellung einer strahlungsbeugenden Gitterstruktur vorgeschlagen, welche eine
Oberflachenwellen-Bauanordnung mit einem Substrat 43, einer mit einer einstellbaren Frequenz erregbaren Oberflachenwellenquelle 47 zur
Erzeugung von Oberflachenwellen auf einer Oberflache 45 des Substrats 43 und einem Wechselwirkungsbereich 17 der Substratoberflache 45,
der fur eine Wechselwirkung der Strahlung mit einer durch die erzeugten Oberflachenwellen bereitgestellten Gitterstruktur vorgesehen ist, umfaft.
Hierbei kann die Oberflachenwellenquelle eine Richtcharakteristik aufweisen und Oberflachenwellen in eine Vorzugsrichtung 53 stérker emittieren
als in eine hierzu entgegengesetzte Richtung 54, es kann die Oberflachenwellenquelle einen elektroakustischen Wandler umfassen, der mit Abstand
voneinander angeordnete Bereiche zur Emission von Oberflachenwellen mit unterschiedlicher Wellenlange aufweist, es kann ein elektroakustischer
Wandler der Oberflachenwellenquelle als ein Spannungsteiler mit einer Zwischenelektrode betrieben werden, es kann die Frequenz zur Erregung
der Oberflachenwellenquelle in Abhangigkeit von einem MeBsignal eingestellt werden, welches durch einen Oberflachenwellenempfanger 73
gewonnen wird, es kann ein Oberflachenwellendédmpfer 73, 87 vorgesehen sein, der als akustoelektrischer Wandler ausgebildet ist, es kann fir die
Oberflachenwellen ein geschlossener Ausbreitungsweg vorgesehen sein, und die Gitterstruktur kann durch stehende Oberflachenwellen gebildet
sein. Ferner wird ein Belichtungssystem vorgeschlagen, welches eine solche beugungsoptische Komponente und eine Strahlungsquelle umfaft.
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